
プラズマＣＶＤ法は、膜としたい元素を含むガスを導入し、プラズマにより励

起や分解をさせて、基板表面での吸着、反応等を経て膜を形成する方法で

す。

ＰＶＤ法（真空蒸着・イオンプレーティング・スパッタリング）に比べて、凹凸へ

の付きまわりが良いのが特徴です。
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： 当社保有装置で可能な薄膜作製法
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